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Tiivistelma

Keksintd kohdistuu menetelmddn fotolak-
kakerrosten poistamiseksi. Etenkin fluo-
ripitoisella sy&vytyskaasulla suoritetun
sydvytyksen kovettama fotolakka (5) voi-
daan poistaa mdrkdkemiallisesti nykyi-
sissd poistolaitteissa vain erittdin
vaikeasti eikd yleensd tdydellisesti.
Keksinndn mukaan esitetddn menetelmd,
jossa alkalisen kerroksenpoistokylvyn
tehostamiseksi suoritetaan elektrolyysi,
jossa kovettunutta fotolakkarakennetta
(5) kannattava substraatti (1) kytket&ddn
katodiksi. Veden elektrolyyttisessd
hajoamisessa suoraan substraatin pinnalle
tai vapaille metallipinnoille (3, 4)
syntyneet kaasut poistavat tdydellisesti
alkalisen kylvyn jo irrottaman fotolak-
karakenteen (5). Erikoisen vaikeissa
tapauksissa menetelmd voidaan yhdistaa
johonkin toiseen kerroksenpoistoproses-
siin, esimerkiksi happiplasmassa suori-
tettuun "puhdistukseen". Uusi menetelmd
on yksinkertainen ja lisdksi kustannuk-
siltaan edullisempi ja nopeampi suorittaa

kuin tunnetut menetelmat.
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2. Wagner, Thomas 3. Stein-

Menetelmd fotolakkaker-

Forfarande f6r avskiktande av fotolack.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser ett forfarande for
avskiktande av ett fotolack. Ett sdrskilt
genom etsning med fluorhaltig etsningsgas
hdrdat fotolack (5) kan avskiktas vat-
kemiskt i nuvarande avskiktsanordningar
bara ytterst svdrt och i allmdnhet inte
fullstédndigt. Enligt uppfinningen fore-
s18s ett férfarande, i vilket fér effek-
tivering av ett alkaliskt avskiktsbad
utférs en elektrolys, diar ett den hdrdade
fotolackstrukturen (5) bdrande substrat
(1) kopplas som en katod. Gaser, som
alstras genom ett elektrolytiskt sOnder-
fall av vattnet direkt pd substratytan
eller fria metallytor (3, 4), avskiktar
helt den genom det alkaliska badet loss-
nade fotolackstrukturen (5). I sdrskilt
svdra fall kan forfarandet kombineras

med en annan avskiktsprocess, t.ex. med
"en reningsprocess" i syreplasma. Det

nya forfarandet &r enkelt och ocksd
férmdnligare i kostnader och snabbare

att utfbra dn kdnda férfaranden.
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